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参加者満足度 100%！  

就活のための「身だしなみｾﾐﾅｰ」を 9 月 28 日に開催 

 ～“男子学生向け”“女子学生向け”の対象者別で実施～ 
 

大正大学（学長：髙橋秀裕、所在地：東京都豊島区）では、就職支援の一環として、本学の学生を対象と

した「身だしなみセミナー」を 2023 年 9 月 28 日（木）に開催しました。 

今年度は、“男子学生向け”と“女子学生向け”の対象者別で開催。花王グループ カスタマーマーケティ

ング株式会社にご協力いただき、第一印象で好感をもたれる身だしなみについて学びました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当イベントは、約 5年前から女子学生を主な対象とし、メイクの内容を中心に実施をしていましたが、「男

子学生向けの身だしなみについて知りたい」という学生の声が挙がったことにより、対象者別での開催が実

現しました。 

当日は、男子学生向けにはメンズヘア・スキンケア・眉の整え方などの「身だしなみ」を中心に、女子学

生向けにはアイメイク・口元メイク・ヘアスタイルなどの「好印象メイク」を中心に、各対象者が特に気に

なる内容に合わせて開催。セミナー内では、学生自身が鏡を持ちながら実践的に学べる時間も設け、事後ア

ンケートでは参加者の満足度 100％を達成しました。 

 

【本件のポイント】 

① 本学の学生を対象に「身だしなみセミナー」を 2023 年 9 月 28 日（木）に開催しました 

② ｢男子学生向けの身だしなみについて知りたい」という学生の声が挙がったことにより、“男子学生向け”

と“女子学生向け”の対象者別での開催が実現しました 

③ 花王グループ カスタマーマーケティング株式会社にご協力いただき、第一印象で好感をもたれる身だし

なみについて学びました 

男子学生向け（左）と女子学生向け（右）セミナーの当日の様子 
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プロから学ぶ第一印象で好感をもたれる｢身だしなみセミナー」概要 

日時：2023 年 9 月 28日（木） 

＜男子学生向け＞ 

時間 14:00～15:00 

内容 身だしなみ講座 

（メンズヘア、メンズスキンケア、ベースメイク、匂い対策、眉の整え方）  

＜女子学生向け＞ 

時間 15:10～16:40 

内容 好印象メイク講座 

（スキンケア、ベースメイク、アイメイク、口元メイク、チーク、ヘアスタイル）  

 

【参加学生の声（一部抜粋）】 

 ＜男子学生向け＞ 

・スキンケアやベースメイクを実際にやってみると、印象を改善することは大切で、意外と簡単に 

できることを学んだ。 

・メイク用具の使い方や洗顔方法を丁寧に教えてもらった上に、何度も見返せる動画も用意してあったた

め非常に満足。 

・就活に限らず、身だしなみというものは隅々まで気を使うようにしていくべきなのだなと、改めて実感

した。 

 ＜女子学生向け＞ 

 ・就活の際にメイクをどの程度やっていいのか悩んでいたので、この機会に知れてよかった。 

 ・就活では自分の好きなメイクではなく、好印象を与えるメイクにすることやそのためにどのような点に

気をつければ良いのかを学ぶことができた。  

 ・とてもわかりやすい説明と、実践時間も設けていただいたので有意義な時間を過ごせた。 

 

 

 

 

 

 

◆大正大学 
大正大学は、設立四宗派の天台宗・真言宗豊山派・真言宗智山派・浄土宗および時宗が協働して運営する大学で

す。その協働の精神を支えているのが、大正 15 年（1926）の創立時に本学が掲げた、「智慧と慈悲の実践」と

いう建学の理念です。建学の理念のもとに〈慈悲・自灯明・中道・共生〉という仏教精神に根ざした教育ビジョン

「4 つの人となる」を掲げて教育研究の活動を展開しています。また、令和 2 年度文部科学省「知識集約型社会

を支える人材育成事業」に本学の推進する「新時代の地域のあり方を構想する地域戦略人材育成事業」が採択さ

れました。 

公式 HP：https://www.tais.ac.jp/ 

 

 

 

 

■取材に関するお問い合わせ 

大正大学 広報課  取材のお申し込みはこちらからお願いいたします：https://www.tais.ac.jp/user/press/ 

電話：03-5394-3025（直通） FAX：03-5394-3046 E-mail：kouhou@mail.tais.ac.jp 
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